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(54) VERFAHREN ZUR REINIGUNG VON SCHADSTOFFBELASTETEN GASEN
(57)  Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Anlage zur

Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen. Zur Schaffung
eines besonders einfachen Verfahrens mit hohem Wirkungs-
grad, ist vorgesehen, daB8 das aus dem Gasstrom abge-
trennte Additiv im wesentlichen durch die Schwerkraft in
eine Einrichtung zur Zwischenlagerung transportiert wird,
und daf3 das zwischengelagerte, in den Gasstrom riickzu-
fihrende Additiv in einem Mengenverhalinis des Additivs
zum Gasvolumen von 50 bis 10000 g/m®, vorzugsweise von
500 bis 5000 g/m® in einen im wesentiichen vertikal nach
oben strémenden Gasstrom beigemengt wird. Dieses Ver-
fahren flihrt beispielsweise eine Anlage durch, bei der die
Zwischenlagerung des Additivs direkt unterhalb des Filters
(5) erfolgt, zwischen der Zuleitung (1) und dem Filter (5)
eine im wesentlichen vertikale Reaktionsleitung (18), in der
das Gas nach oben stromt, unmittelbar neben dem Filter (5)
angeordnet ist, und bei der die Dosiersinrichtung (12) far
das riickzufihrende Additiv in der Reaktionsleitung (18)
mindet.
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen, insbesondere von
Rauchgasen umfassend die Beimengung eines Additivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, die Abtren-
nung des Additivs aus dem Gasstrom, die Zwischenlagerung und Fiilistandsregelung des Additivs, die
Ausschleusung eines alifdlligen Additiviiberschusses, sowie die Rickfiihrung des Additivs in den Gasstrom.
Weiters betrifft die Erfindung auch eine Anlage zur Durchfiihrung dieses Verfahrens mit zumindest einer
Einrichtung zur Beimengung eines Additivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, zumindest einer Zulei-
tung flir das schadstoffoelastete Gas, zumindest einem Filter, zumindest einer Ableitung flir das gereinigte
Gas, zumindest einer Einrichtung zur Zwischenlagerung und Flllstandsregelung des Additivs und Aus-
schleusung eines allfilligen Additiviiberschusses, und zumindest einer Dosiereinrichtung flir das in den
Gasstrom riickzufiihrende Additiv. Unter Additiv fallen dabei alle Reaktions- und/oder Adsorptionsmittel,
welche dazu dienen, die jeweiligen Schadstoffe im Rohgas zu binden bzw. mit den Schadstoffen zu
reagieren, um deren Abscheidung zu ermdglichen.

Ein Verfahren und eine Anlage zur Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen, insbesondere von
Rauchgasen dieser Art ist beispieisweise aus der AT 401 890 bekannt, bei der zur ErhShung des Anteils an
rilckgefiihrtem Additiv (Rezirkulat) und zur Erzielung einer wirtschaftlichen und effizienten Gasreinigung mit
hohem Abscheidegrad erfindungsgemiB eine Wirbelschicht aus partikelfdrmigem inerten Material erzeugt
und das Additiv in oder ober diese Wirbelschicht aufgegeben wird.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung eines Verfahrens zur Reinigung von schadstoffbe-
lasteten Gasen, insbesondere Rauchgasen, mit dem in mdglichst einfacher und somit wirtschaftlicher Weise
der Wirkungsgrad erh6ht werden kann.

Gelost wird diese Aufgabe dadurch, daB das aus dem Gasstrom abgetrennte Additiv im wesentlich
durch die Schwerkraft in eine Einrichtung zur Zwischenlagerung transportiert wird, und daB das zwischenge-
lagerte, in den Gasstrom riickzufiihrende Additiv in einem Mengenverhitnis des Additivs zum Gasvolumen
von 50 bis 10000 g/m3, vorzugsweise von 500 bis 5000 g/m3 in einen im wesentlichen vertikal nach oben
strémenden Gasstrom beigemengt wird. Erfindungsgemas wird daher das Additiv ohne eigene Fdrderein-
richtungen zwischer-;2lagert. Die Zwischenlagerung dient dabei zur VergleichmaBigung des Additivs und
dazu, daB im System xein sogenannter "GaskurzschiuB” eintritt. Von der Zwischenlagerung wird das Additiv
direkt in einen vertikal nach oben strémenden Gasstrom beigemengt und dadurch von der Strémung nach
oben mitgerissen. Durch die groBe Menge des riickgefiihrten Additivs im Bereich von 50 bis 100009 pro m3
Gas erhdlt das Zweiphasengemisch bestehend aus dem schadstoffbelasteten Gas und dem Additiv ein
signifikant anderes Verhalten als reines Gas. Die Unterschiede zu reinem Gas sind durch eine veranderte
Dichte und eine verinderte Scheinviskositit des Gemischs charakterisiert. Man spricht auch von einem
sogenannten "Dichtstrom™. Erst die Kombination der hohen Mengen riickgefiihrten Additivs zusammen mit
einem durch das einfache Verfahren bedingten relativ niedrigen Druckverlust macht eine besondere
Wirtschaftlichkeit des Verfahrens méglich. Das erfindungsgemiBe Verfahren zesichnet sich durch besondere
Einfachheit aus. ,

Wenn das rickzufiihrende Additiv dem schadstoffbelasteten Gas in einem Bereich mit erhdhter
Geschwindigkeit des Gasstroms beigemengt wird, kann die Einbringung des Rezirkulats in den Rohgas-
strom verbessert werden. Dies kann durch Querschnittsverringerung der das Gas flihrenden Leitung, z.B. in
Form einer Venturikehle geschehen.

Eine verbesserte Reinigungswirkung bei gleichbleibender Einfachheit des Verfahrens wird dadurch
erzielt, daB das schadstoffbelastete Gas indirekt befeuchtet und gekihit wird. Somit kénnen herkGmmliche
Verfahrensschritte zur Kiihlung des Rohgases entfallen.

Vorteilhafterweise wird das schadstoffbelastete Gas durch Befeuchtung des zwischengelagerten, riick-
zufiihrenden Additivs, vorzugsweise durch Bespriihen mit Kuhiflissigkeit, insbesondere mit Wasser, indi-
rekt, d.h. auBerhalb des Gasstromes befeuchtet und gekiihlt. Die Kihlung und Befeuchtung des Gases
erfolgt nach Einbringung des befeuchteten Additivs in den Rohgasstrom durch Verdampfung des im Additiv
gespeicherten Kiihimediums. Auch dieses Verfahrensmerkmal trdgt zur Einfachheit des Verfahrens bei, da
die Ublichen Verfahrensschritte zur Kilhlung des Rohgases im Bereich der Zuleitung mit all ihnren Nachtei-
len, wie Anbacken und Korrosion entfallen kGnnen.

Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Schaffung einer Aniage zur Durchfiihrung des
erfindungsgemiBen Verfahrens, welche besonders einfach und somit kostenglinstig herstellbar ist, einen
sehr hohen Wirkungsgrad bei der Reinigung aufweist, und einen hohen Materialdurchsatz und energiespa-
renden Betrieb ermdglicht. Darilberhinaus sollen Standzeiten infolge der Reinigung der Anlage reduziert
werden, sodaB eine h&here Verfligbarkeit resultiert.

Gelést wird diese Aufgabe dadurch, daB die oder jede Einrichtung zur Zwischenlagerung und Full-
standsregelung des Additivs und Ausschleusung eines ailfdlligen Additiviiberschusses unterhalb des oder
jedes Filters angeordnet ist, daB zwischen der oder jeder Zuleitung und dem oder jedem Filter zumindest
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eine im wesentlichen vertikale Reaktionsleitung unmittelbar neben dem oder jedem Filter angeordnet ist,
wobei das Gas in der oder jeder Reaktionsieitung nach oben strémt, und da8 die oder jede Dosiereinrich-
tung in der oder jeder Reaktionsleitung miindet. Durch die Anordnung der Einrichtung zur Zwischenlage-
rung und Flllstandsregelung des Additivs und Ausschleusung sines allfdlligen Additiviiberschusses direkt
unterhalb des Filters wird das durch das Filter aus dem Gasstrom abgetrennte Additiv ohne eigene
Fdérdereinrichtungen durch die Schwerkraft in die Einrichtung zur Zwischenlagerung und Fiillstandsregelung
und Ausschleusung eines allfilligen Additiviiberschusses transportiert. Von dort erfolgt Uiber die Dosierein-
richtung die Rilckfilhrung des Additivs in die konstruktiv bedingt unmittelbar neben dem Filter liegende
Reaktionsleitung, wodurch nur eine relativ kurze Rickflihungsdistanz bewiltigt werden muB. Als Folge
dessen kdnnen sehr hohe Mengen an Additiv unter vertretbarem Energieaufwand in den Gasstrom
riickgefiihrt werden. Das Additiv wird durch den in der Reaktionsleitung nach oben gerichteten Gasstrom
mitgerissen und reinigt das Gas von den Schadstoffen. Die Reaktionsleitung besteht im wesentlichen aus
einem einfachen Rohr ohne jegliche mechanische Komponenten, wie Verteilbleche, Schaufeln od. #hnli-
chem. Durch die sogenannten sinbaulosen Komponenten kann die Strdmungsgeschwindigkeit des Rohga-
ses mit vertretbarem Druckverlust und vertretbarem Energieaufwand erhdht werden. Durch die h&here
Strdmungsgeschwindigkeit ist eine bessere Verteilung des rlickgefiihrten Additivs ohne zusitzliche Einrich-
tungen, wie z.B. einer Wirbelschicht méglich. Dadurch resultiert ein erhdhter Materialdurchsatz. Aufgrund
der einfachen Konstruktion ist auch eine verringerte Verstopfungsgefahr der Riickleitung und in der Folge
eine hdhere Verfligbarkeit bzw. kiirzere Standzeiten der Anlage verbunden. Gleichzeitig ist eine komprimier-
te und einfache Konstruktion der Anlage méglich.

Vorteilhafterweise miindet die oder jede Dosiereinrichtung innerhalb oder unmittelbar oberhalb eines
Abschnitts der oder jeder Reaktionsleitung mit verringertem Querschnitt, beispielsweise siner Venturikehle.
Durch die Einbringung des Rezirkulats im Bersich z.B. einer Venturikehle, wo aufgrund des verringerten
Querschnitts hhere Strémungsgeschwindigkeiten des Rohgases herrschen, als in der Zuleitung, wird eine
homogene Vertsilung des Additivs im Rohgasstrom und dadurch eine effektivere Reinigung des schadstofi-
belasteten Gases erzielt.

Bei einer Ausflihrungsform der erfindungsgemzBen Anlage wird die oder jede Einrichtung zur Zwi-
schenlagerung und Fillstandsregelung des Additivs und Ausschleusung eines allfilligen Additiviiberschus-
ses durch einen unterhalb dem oder jedem Filter bzw. unterhalb einem unter dem oder jedem Filter
angeschlossenen Filtertrog mit Filterschnecke angeordneten vorzugsweisen Staubsammeltrichter mit einer
Austragsschnecke und Austragsschleuse gebildet. Dies stelit eine einfache Variante zur Zwischenlagerung
Additivs dar. Das Material |4duft dabei an den geneigten Winden des Staubsammeltrichters nach unten und
wird dort im unteren Bereich des Trichters gepuffert. Ein alifalliger Additiviiberschu8 wird mittels einer
Schnecke od. dgl. ausgeschlsust und in einen Behilter zur Entsorgung abgefiihrt. Das Rezirkulat wird in
den Gasstrom riickgeleitet. Soll die Bauhthe der Gesamtanlage niedriger ausfallen, wird unter dem Filter
ein Filtertrog mit Filterschnecke angeordnet und das vom Filter abgeschiedene Additiv zu siner AuslaBlei-
tung mit geringerem Querschnitt als das gesamte Filter beférdert. Dadurch fallt der darunter angeordnete
Staubsammeltrichter niedriger aus, wodurch die gesamte HShe der Antage und damit der Material- und
Montageaufwand reduziert werden kann.

GemiB einem weiteren Merkmal der erfindungsgem&Ben Anlage ist die oder jede Dosiersinrichtung
unmittelbar unterhalb des oder jedes vorzugsweisen Staubsammeitrichters angeordnet. Somit wird das
zwischengelagerte Additiv direkt ohne weitere Fdrdereinrichtungen in den schadstoffbelasteten Gasstrom
rlickgeleitet.

Solite eine Kiihlung der schadstoffbelasteten Gase erforderlich sein, so kann dies, wie herk&mmlich mit
Hilfe eines vorgeschalteten Einspritzkiihlers (Quench) geschehen. Alternativ dazu kann gemiB8 einem
weiteren Erfindungsmerkmal zumindest eine Einrichtung zur Befeuchtung und Kithiung des schadstoffbela-
steten Gases auBerhalb des Gasstroms angeordnet sein. Durch diese indirekte Befeuchtung und Kiihlung
wird die LOsung der erfindungsgemiBen Aufgabe noch weiter verbessert. Die Feuchtigkeit verbessert
darliberhinaus die Reaktion zwischen den abzureinigenden Schadstoffen des Gases und dem Additiv. Durch
die indirekte Befeuchtung und Kihlung kdnnen herk&mmliche Kuhleinrichtungen, z.B. Einspritzkihier
(Quench) entfallen. Bei Vorhandensein solcher Einspritzkilhler wire eine Erh&hung der Strémungsge-
schwindigkeit des Rohgases in der Zuleitung nur unter hohem Druckveriust und hohem Energieaufwand
mdglich.

Vorteilhafterweise wird die oder jede Einrichtung zur Befeuchtung und Kiihlung des schadstoffbelaste-
ten Gases durch zumindest eine vorzugsweise Dise zur Bespriihung des zwischengelagerten, rlickzufiih-
renden Additivs mit Kunhlflissigkeit, insbesondere mit Wasser gebildet. Somit wird das Rohgas indirekt
durch das riickgeflihrte Additiv befeuchtet und gekiihit. Da die Flussigkeit nicht in den Gasstrom einge-
spritzt wird, wo aufgrund der Schadstoffe saure Komponenten vorhanden sind, sondern auBerhalb des



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

AT 404 565 B

Gasstromes, in dem Bereich, wo aufgrund des Additivs keine sauren Komponenten mehr existieren, wird
die Korrosionsgefahr der Zuleitungen und Elemente der Anlage reduziert. Damit wird entweder die
Lebensdauer der Elemente erhdht oder es sind billigere Materialien zu deren Herstellung verwendbar, da
keine so hohen Anforderungen an die Korrosionsbesténdigkeit gestellt werden missen. Die Kihiung des
Gases erfolgt indirekt durch Befeuchtung des Additivs, welches in den Gasstrom riickgefiihrt wird, durch
Entzug der Verdampfungsenergie.

Wenn die oder jede vorzugsweise Dise in dem oder jeden vorzugsweisen Staubsammeltrichter zur
Besprilhung der Kihlfiissigkeit, insbesondere auf die Oberfliche des zwischengelagerten, riickzuflihrenden
Additivs angeordnet ist, kann der Aufwand zur Befeuchtung und Kiihlung weiter reduziert werden, da das
Verspriihen der Kuhiflissigkeit nicht so fein erfolgen muB, da die innere Oberfliche des Additivs aufgrund
der Mikro- und Makroporen sehr groB ist. Im Gegensatz dazu muB bei herkdmmlichen Einspritzklihlungen
im Gasstrom das Wasser auBerordentlich fein verspriint werden.

Um die oder jede vorzugsweise Dise zur Einspritzung der Kuhifliissigkeit vor Verschmutzung insbeson-
dere durch das herabfallende Additiv zu schiitzen, ist diese vorteilhafterweise von einem vorzugsweisen
Schutzrohr umgeben.

Nachfolgend werden zwei bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele einer Anlage zur Durchfiihrung des erfin-
dungsgeméBen Verfahrens zur Reinigung von Rauchgasen unter Bezugnahme auf die beigefligten Zeich-
nungen naher erldutert.

Darin zeigen

Fig. 1 eine schematische Darsteliung einer erfindungsgemaBen Anlage zur Reinigung von Rauchga-
sen mit indirekter Wasserkihlung, und
Fig. 2 eine Variante einer Anlage zur Reinigung von Rauchgasen mit geringerer Bauhdhe.

Bei der in Fig. 1 schematisch dargesteliten Anlage handeit es sich um eine Anlage zur Reinigung von
Rauchgasen, wie sie in vielen Bereichen der Industrie auftreten. Die schadstoffbelasteten Rauchgase
werden Uber sine Zuleitung 1 der Anlage zugefiihrt. In die Zuleitung 1 werden die fur die Reinigung der
Rauchgase notwendigen Additive (Reaktions- und/oder Adsorptionsmittel), welche in einem Behditer 2
gebunkert (zwischengelagert) sind, mit Hilfe einer Dosiereinrichtung 3, beispielsweise einer Dosierschnecke
dem Rauchgas in gewiinschter Dosis beigemengt. Die Additive liegen Ublicherweise in Form sehr feiner
Partikel vor. Theorstisch ist die Beimengung des fischen Additivs an einer beliebigen Stelle der Anlage
mdglich. Die Rauchgase gelangen von unten in eine im wesentlichen vertikale Reaktionsleitung 18 und
danach von oben in den Filter 5. Die Reaktionsieitung 18 besteht im vorliegenden Fall lediglich aus einem
Rohr od. dgl. mit vorzugsweise rundem oder ovalen Querschnitt. Im gezeigten Ausfiihrungsbeispiel weist
die Reaktionsleitung 18 einen Abschnitt mit verringertem Querschnitt zum Beispiel in Form siner Venturi-
kehle 4 auf. Der Filter 5 kann beispielsweise als Schlauchfilter mit mehreren Filterschlduchen ausgefihrt
sein. Vor den Filterschliuchen kann eine Vorabscheidung mit Hilfe von Lamellen erfolgen. Das Reingas wird
iber eine Ableitung 6 mit Hilfe eines Ventilators 7 an die Atmosphére abgegeben. An die Unterseite des
Filters 5 schlieBt ein Staubsammeltrichter 8 an, an dessen Winden das bei der Abreinigung des Filters 5
herabfallende Material nach unten gleitet. Im unteren Bereich des Staubsammeltrichters 8 ist eine Austrags-
schnecke 9 angeordnet, mit weicher ein allfélliger UberschuB an Additiv liber eine Austragsschleuse 10 in
einen Behilter 11 ausgeschieust wird. Mit der Austragsschnecke 9 und der Austragsschieuse 10 wird das
maximale Volumen bzw. der maximale Filistand 17 im Sammeltrichter 8 definiert. Am unteren Ende des
Staubsammeiltrichters 8 ist eine Dosiereinrichtung 12 angeordnet, mit weicher die Menge des rickgefiihrten
Additivs eingestelit werden kann und somit ein gleichm@Biger MaterialfluB gewahrleistet wird. Die Dosierein-
richtung 12 kann durch eine Dosierschnecke realisiert werden. Der Rezirkulationsanteil des Additivs wird
vorzugsweise im Bereich der Venturikehle 4 oder knapp oberhalb der Venturikehle 4 in den Rohgasstrom
eingeschleust.

Aufgrund der erfindungsgeméBen Konstruktion und die Zufiihrung der Rohgase durch die Zuleitung 1
von unten, kann die vertikale Reaktionsleitung 18 sehr eng neben dem Filter S angeordnet werden.
Autgrund dieser Anordnung wird der Fdrderweg flr das Rezirkulat kurz und wegen der dadurch verringerten
Gefahr des Verstopfens ist ein hdherer Durchsatz des riickgefiihrten Additivs und somit ein h&herer
Rezirkulationsanteil moglich. Als Folge dessen kann wiederum der tatsdchliche UberschuB an dem Additiv
gesteigert werden, wodurch die Anlage gegeniiber Schwankungen des Schadstoffgehalts der Rohgase
unempfindlich wird. Durch die Querschnittsverringerung der Reaktorleitung 18 im Bereich der Venturikehle
4 wird die Strdmungsgeschwindigkeit erhdht und somit ein besseres MitreiBen des riickgeflihrten Additivs
erzielt. Anstelle der Venturikehle 4 kann aufgrund der einfachen Konstruktion der Anlage die gesamte
Strémungsgeschwindigkeit des Rohgases mit vertretbarem Druckveriust und vertretbarem Energieaufwand
erhdht werden.
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Ist eine Kiihlung der Rauchgase erforderlich, so erfolgt diese erfindungsgemi8 durch Einspritzung von
Kuhlifllssigkeit, insbesondere von Wasser auf die Oberfliche des zwischengelagerten Additivs bzw. in den
fallenden Strom des Additivs nach dem Filter 5. Vorzugsweise ist die Dise 13 zur Einspritzung der
Kuhlifllissigkeit im Bereich des Staubsammeltrichters 8 oberhalb der Austragsschnecke 9 angeordnet. Zum
Schutz der Dise 13 vor dem Materialstrom, ist diese vorzugsweise durch ein Schutzrohr 14 umgeben,
welches konzentrisch zur Dlise 13 verlduft und in dem vorzugsweise ein Luftstrom die Diise 13 vor
Staubzutritt schiitzt. Durch die Bewegung der Austragsschnecke 9 ist die sich bildende Oberfliche des
Materials unter sténdiger Bewegung. Die Austragsschnecke regeit auch den Fiilistand 17 des im Staubsam-
meltrichter 8 zwischengelagerten Additivs. Da eine sehr groBe Materialoberfliche vorhanden ist, muB dieses
nicht so fein bespriiht werden, wie es bei Kiihlung vor der vertikalen Reaktionsleitung 18 des Rohgases der
Fall wére. Dariiberhinaus wird die Kiihiflissigkeit erfindungsgemiB im Bereich auBerhalb des Gasstromes
zugesetzt, wodurch die Korrosionsgefahr verringert wird. In herkdmmlichen Anlagen erfolgt die Kiihlung der
Rohgase in der Zuleitung beispielsweise mit einem Einspritzkiihier (Quench) im sauren Bersich der Gase.
Dadurch bilden sich an den Rohrinnenwinden der Anlage Kondensationstrpfchen der Kuhifitissigkeit
welche die sauren Komponenten des Rauchgases enthalten und somit zu Korrosion der Rohre fiihren.
Infolge dessen wird die Lebensdauer der Anlage reduziert und der Wartungsaufwand erh&ht bzw. die
Herstellungskosten durch Verwendung besténdigerer Materialien fir die Rohrieitungen erh&ht. Die Kiihlung
der erfindungsgeméBen Anlage erfolgt indirekt durch Bespriihung des riickgefiihrten Additivs.

Der Staubsammeitrichter 8 gem#B Fig. 1 muB einen gewisse Mindestneigung aufweisen, damit das
Material durch die Schwerkraft getragen nach unten ablduft und es zu keinen Materialanhdufungen an der
Wand kommt. Dadurch ist eine gewisse Mindesthéhe fiir den Staubsammeltrichter 8 erforderlich, wodurch
die BauhGhe der gesamten Anlage vergréBert wird. Um die Bauhdhe der Anlage zu verringern und dadurch
Material- und Montagekosten einzusparen ist bei der Variante der Anlage gemiB Fig. 2 anstelle des
Staubsammeltrichters 8 gemaB Fig. 1 an der Unterseite des Filters 5 eine Filtertrog 15 angeschlossen, der
eine Filtertrogschnecke 16 zur Beférderung des Materials aufweist, vorgesehen. Der Staubsammeltrichter 8
kann anschlieBend unter dem Filtertrog 15 in wesentlich Kleineren Ausfiihrungen angeordnet werden.
Dadurch kann die GesamthShe reduziert werden. Eine alifillige Kiihlung der Rauchgase erfoigt durch
Einspritzung von Kiihlwasser oder Kiihifliissigkeit mit Hilfe einer Diise 13.

Die erfindungsgemiBe Anlage zeichnet sich durch ihre Einfachheit aus, welche durch den Wegfall der
Ublichen eingangsseitigen Einspritzkiihiung (Quench) und den Wegfall von Transportmechanismen fir das
Rezirkulat gegeben ist. Darliberhinaus ist die Lebensdauer der Anlage durch die allfillige erfindungsgema-
Be indirekte Kihlung des Rohgases erhdht bzw. kdnnen Kosten flir hdherwertige, korrosionsbestindige
Materialien eingespart werden. Mit der erfindungsgemiBen Anlage sind Feststoffbeladungen in der Zulsi-
tung des schadstoffbelasteten Gases zwischen 50 und 10000 g/m3, vorzugsweise 500 bis 5000 g/m?
erzielbar.

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Reinigung von schadstoffbelasteten Gasen, insbesondere von Rauchgasen umfassend
die Beimengung eines Additivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, die Abtrennung des Additivs aus
dem Gasstrom, die Zwischenlagerung und Fiillstandsregelung des Additivs, die Ausschleusung sines
alifdlligen Additiviiberschusses, sowie die Rickfiihrung des Additivs in den Gasstrom, dadurch
gekennzeichnet, daB das aus dem Gasstrom abgetrennte Additiv im wesentlichen durch die Schwer-
kraft in eine Einrichtung zur Zwischenlagerung transportiert wird, und da8 das zwischengelagerte, in
den Gasstrom rickzufiihrende Additiv in einem Mengenverhiltnis des Additivs zum Gasvolumen von
50 bis 10000 g/m3, vorzugsweise von 500 bis 5000 g/m3 in einen im wesentlichen vertikal nach oben
strdmenden Gasstrom beigemengt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, da8 das riickzufUhrende Additiv dem schad-
stoffbelasteten Gas in einem Bereich mit erhdhter Geschwindigkeit des Gasstroms beigemengt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, da8 das schadstoffbelastete Gas
indirekt befeuchtet und gekiihit wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, da8 das schadstoffbelastete Gas durch
Befeuchtung des zwischengelagerten, riickzufiihrenden Additivs, vorzugsweise durch Bespriihen mit
KuhHlUssigkeit, insbesondere mit Wasser, indirekt befeuchtst und gekuhit wird.
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Anlage zur Durchfiihrung des Verfahrens nach mindestens einem der Anspriiche 1 bis 4, mit zumindest
einer Einrichtung (2, 3) zur Beimengung eines Additivs in den schadstoffbelasteten Gasstrom, zumin-
dest einer Zuleitung (1) fir das schadstoffbelastete Gas, zumindest einem Filter (5), zumindest einer
Ableitung (6) flir das gereinigte Gas, zumindest einer Einrichtung zur Zwischenlagerung und Fullstands-
regelung des Additivs und Ausschleusung eines allfilligen Additiviiberschusses, und zumindest einer
Dosiereinrichtung (12) fiir das in den Gasstrom riickzufiihrende Additiv, dadurch gekennzeichnet,
daB die oder jede Einrichtung zur Zwischenlagerung und Fillstandsregelung des Additivs und Aus-
schleusung eines alifilligen Additiviiberschusses unterhalb des oder jedes Filters (5) angeordnet ist,
daB zwischen der oder jeder Zuleitung (1) und dem oder jedem Filter (5) zumindest eine im
wesentlichen vertikale Reaktionsleitung (18) unmittelbar neben dem oder jedem Fiiter (5) angeordnet
ist, wobei das Gas in der oder jeder Reaktionsleitung (18) nach oben strdmt, und daB die oder jede
Dosiereinrichtung (12) in der oder jeder Reaktionsleitung (18) miindet.

Anlage nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daB die oder jede Dosiereinrichtung (12)
innerhalb oder unmittelbar oberhalb eines Abschnitts der oder jeder Reaktionsleitung (18) mit Verringer-
tem Querschnitt, beispielsweise einer Venturikehle (4) miindet.

Anlage nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, da8 die oder jede Einrichtung zur
Zwischenlagerung und Fiillstandsregelung des Additivs und Ausschleusung eines allfdlligen Additiv-
iberschusses durch einen unterhalb dem oder jedem Filter (5) bzw. unterhalb einem unter dem oder
jedem Filter (5) angeschlossenen Filtertrog (15) mit Filterschnecke (16) angeordneten vorzugsweisen
Staubsammettrichter (8) mit einer Austragsschnacke (9) und Austragsschleuse (10) gebildet ist.

Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, da8 die oder jede Dosiereinrichtung (12)
unmittelbar unterhalb des oder jedes vorzugsweisen Staubsammeltrichters (8) angeordnet ist.

Anlage nach mindestens einem der Anspriiche 5 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daBl zumindest eine
Einrichtung zur Befeuchtung und Kiihlung des schadstoffoelasteten Gases auBerhalb des Gasstroms
angeordnet ist.

Anlage nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, da8 die oder jede Einrichtung zur Befeuchtung
und Kihlung des schadstoffbelasteten Gases durch zumindest eine vorzugsweise Dise (13) zur
Bespriihung des zwischengelagerten, riickzufiihrenden Additivs mit Kihifiissigkeit, insbesondere mit
Wasser gebildet ist.

Anlage nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, daB die oder jede vorzugsweise Dise (13) in
dem oder jedem vorzugsweisen Staubsammeltrichter (8) zur Bespriihung der Kihlifiussigkeit. insbeson-
dere auf die Oberfliche des zwischengelagerten, riickzufiihrenden Additivs angeordnet ist.

12. Anlage nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, da8 die oder jede vorzugsweise Diise

(13) vorzugsweise von einem Schutzrohr (16) umgeben ist.

Hiezu 2 Biatt Zeichnungen
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